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! 引言
光刻技术最早应用于半导体分立器件和集成电路

中的微细加工 !光刻技术是现代半导体 "微电子 "信息产
业的基础 #在发光二极管 "平板显示 "先进封装 "磁头及
精密传感器等泛半导体行业中有着广泛的应用 !随着各
行业技术的不断提升 $作为微电子技术工艺基础的微光
刻技术 ! "#$%在半导体器件和集成电路研制开发中的特征

尺寸越来越小 $加工尺寸逐步进入深亚微米 "百纳米以
至纳米级 ! 微电子技术的核心是集成电路的制造技术 $
而集成电路的制造技术的第一步就是集成电路的电路

设计技术 !因此微光刻技术发展同样也离不开电子设计
自动化技术 ! &#’%的进步 ! ()**+, -+.+),/0 1*/ 公司开发的
2#+345 软件 ! 6#"7%提供了用户编程接口 891 供用户扩展其
功能 $同时提供了大量的 891 函数扩展命令集 $极大地
增加了 2#:345 软件的版图处理能力和灵活性 ! 891 的核
心是宏界面 $宏可以是用 ;<<文件 $或编译过的动态链
接库 !这样可以方便地和集成电路掩模版版图编辑工具
软件 2#+345 连接 $弥补现有的掩模版版图处理体系 !""#"&%

中人工绘制版图这个薄弱环节 $极大地提高了目前集成

电路版图设计工具软件 ! "=%绘图效率与准确度 $使其更能
适用于微电子 "微光学 "发光二极管等微光刻领域的高
集成度复杂图形设计 !本文采用 ;<<对 2#+345 软件进行
二次开发 $实现微光刻领域的高集成度复杂版图的快速
处理功能 !

" 高集成度多标记光刻版版图的常规处理与布局
高集成度多标记光刻版版图处理包含 /04> 芯片及

标记排布和版号及芯粒数两部分 ! 如图 " 所示 $/04> 芯
片及标记排布由 /04> 芯片排布 "光刻机对准标记排布和
分选标记排布构成 !

高集成度多标记光刻版版图的快速处理技术
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摘 要 ! 介绍了一种高集成度多标记光刻版版图的快速处理技术 " 其中包括以下四个模块 # /04> 芯片排布模块 $标
记排布模块 $芯粒数统计模块和自动版号模块 " 在版图编辑工具 2#+345 中使用这些模块可以大幅提升微光刻中的
高集成度多标记光刻版版图的排布效率并提高准确度 !从而有效缩短掩膜版的生产周期 "
关键词 ! 微光刻 %高集成度 %快速排布 %光刻版
中图分类号 ! (B&7= 文献标识码 ! C #$%!"7D"E"=’FG D 4..*D7@=6#’HH6D@@@=E@

中文引用格式 ! 黄翔宇 $马协力 $金焱骅 D 高集成度多标记光刻版版图的快速处理技术 ! I % D电子技术应用 $@7@@ $&6 ? H J %
E’ # EH $ ’& D
英文引用格式 ! KL)*M N4)*MOL $P) N4+Q4 $I4* R)*0L) D -)>43QO >,S/+..+3 5+/0*SQSMO ST 04M0QO 4*5+M,)5+3 )*3 ULQ54# Q)V+Q >0S5SQ4#
50SM,)>0O!I% D C>>Q4/)54S* ST :Q+/5,S*4/ (+/0*4WL+$@7@@$&6XH J%E’ # EH $ ’& D

-)>43QO >,S/+..+3 5+/0*SQSMO ST 04M0QO 4*5+M,)5+3 )*3 ULQ54#Q)V+Q >0S5SQ450SM,)>0O

KL)*M N4)*MOL$P) N4+Q4$I4* R)*0L)
?;04*) 9SY+, ZLSG4 [SL50 Z,SL> ;SD $253D $B)*G4*M @"""=$$;04*)J
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图 " /04> 芯片及标记排布流程

34

《电子技术应用》http://www.chinaaet.com

《电子技术应用》http://www.chinaaet.com



!电子技术应用" !"!!年第 #$卷第 %期#

!
"#$%$&’()*+,$-).$/%%012$&’34*5$&’ 678$&’ 9 ( : ; <

=
!"! 标记排布模块
对光刻机标记及分选标记按分布图要求进行自动

排布 !其程序原理为 "首先 #按标记分布区域捕捉若干光
刻机对准标记的 !$" 坐标 %并建立光刻机对准标记例化
体 > &其次 %按标记分布区域捕捉若干分选标记的 ! $"
坐标 %并建立分选标记例化体 ?&再次 %通过计算各光刻
机对准标记位置与例化体 > 的位置差 %移动例化体 > %
并重复若干次上述操作完成光刻机对准标记排布 &最
后 %通过计算各分选标记位置与例化体 ? 的位置差 %移
动例化体 ?%并重复若干次完成分选标记排布 ’ 用 @AA
描述上述过程的主要步骤如下 "
(B 6 6C13 65$&’?DE>F5$&’? DEG;HHC136,$&’ 9 ( : DE>F,$&’ 9 ( : DEG ; ; I I 6C13
6,$&’? DJ>F,$&’?DJG;HHC136,$&’ 9 ( : DJ>F,$&’ 9 ( : DJG; ; ;
!

KL$%$&’()*+MNO%(&C’$6 ; <
(B 6 ’HHG;
!

K#$%$&’()*+P).$ 6 6,$&’ 9 ( : DE> F,$&’?DE> ; Q 65$&’ 9 ( : DJ> F
5$&’? DJ> ; ; < ’H( <

=
$%3$ (B 6 ’ R HG;
!

KL$%$&’()*+P).$ 6 65$&’ 9 ( : DE>F5$&’ 9 ’ : DE> ; Q 65$&’ 9 ( : D J>F
5$&’ 9 ’ : DJ>; ; < ’H( <

=
=
!"# 芯粒数统计模块
对光刻版版图中所有有效芯粒数进行自动统计并

绘制在光刻版版图中 !其程序原理为 "首先 %捕捉芯粒的
轮廓参数 &其次 %由于芯粒的操作都是建立在 &$%% 的基
础上 %通过遍历全部图形集 %确定与芯粒轮廓参数相同
的 &$%% 单元并统计其数量 &最后 %自动绘制最终统计数
并放置到版图的指定位置 !用 @AA描述上述过程的主要
步骤如下 "
3$%? H3$%$&’$S<3$%$&’$S HKL$%$&’()*+T$’U$E’ 6 3$%$&’$S; <)12 HKL$!
%$&’()*+T$’012$&’ 63$%? ; <
KLVCO$WJO$ )3 <)3HKX12$&’+Y$’LVCO$6)12 ; <
8$&’? HK012$&’+Y$’P11 6)12 ; < ’E HC13 68$&’?DEG F8$&’? DE>; < ’J HC13
68$&’?DJGF8$&’?DJ>; <
S)N1%$ EG H8$&’? DEG<S)N1%$ JG H8$&’? DJG<S)N1%$ E> H8$&’? DE> <
S)N1%$ J>H8$&’?DJ><
(B 6)3!HK012Z*3’C*&$; &)*’(*N$<
(B 6 6 8EF’E; I I 6 8JF’J ; ; &)*’(*N$<
(B 6EG[EG AJG[JG \5[577E>[E> AJG[JG \5[577EG[EG AJ>[J> \
5[577E>[E>AJ>[J>\5[577JG]HF^_?‘a_G>;
bAA<

!"$ 自动版号模块
把光刻版版号自动绘制在光刻版的指定位置 ! 其程

序原理为 "首先 %把各层光刻版版号填写在 ’E’ 文档中 &
其次 %在各层光刻版版号字符后边自动添加计算机系统
时间 &最后 %把最终各层版号自动绘制并放置到版图的
指定位置 ! 用 cAA描述上述过程的主要步骤如下 "
dV(%$6 Be$’3 63’8 Q>GGGQ BO; ;
!

CSSSC’$ 6*C-$QSC’$ ; < L$’L&C% 6>?G; <
PC8f6*C-$QGQ+a+(*&V+LZgh[>GGGQ %CJ$8 ; <
(B 6 %CJ$8 9 (*S$EF>:AAHHiji ;
!

%CJ$8 9 (*S$EF>:Hi>i < %CJ$8 9 (*S$E:HiGi <
%CJ$8 9 (*S$EA>:HG< (*S$EAA<

=
=
# 结论
微光刻图形数据处理系统是微光刻技术的一个重

要部分 %也是微电子工艺技术中的一个重要环节 ! 随着
微电子技术不断从微米级向深亚微米级 $百纳米级以至
纳米级发展 %先进掩模制造以及众多微纳加工的微细图
形加工技术中 %图形数据处理技术的计算量与复杂度越
来越大 %尤其是在微电子 $微光学 $微机械等微光刻领域
的复杂图形设计 !
本文通过对 KF$S(’ 软件二次开发 %采用面向对象的

编程方法 %编写高集成度多标记光刻版版图的自动化快
速处理功能模块 !这些模块可以方便地和集成电路掩模
版版图编辑工具 KF$S(’ 连接 %极大地提升了光刻版版图
设计工具的绘图功能 %使其更能适用于微电子 $微光学 $
微机械等微光刻领域的复杂图形设计 &大幅缩减高集成
度多标记光刻版版图的排布时间 %提高版图绘制的准确
度 %有助于加快企业生产进度 %最终提升企业效益 !
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